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ることであるO 本論文は超 L81 の高性能化と高信頼度化との二者を統合した製造技術に関する基礎研
究を行なったものであるo















L81の製造技術の確立を図ることは不可欠である o EXAF8 (Extended X-ray Absorption Fine 8truc-
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ture)法による薄膜評価技術を開発し， 16M ビット DRAM で実用化されたタングステン薄膜につき，
最適製造条件を確認した。




















著者はEXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) 法による，各薄膜層の評価技術を開発
し， 16M ビット DRAM(Dynamic Randum Acces Memory) で実用化された素子各層の製膜最適条件
を確定し，実用化技術を確立した。
こうした材料科学的一連の基礎研究のまとめとして，超 LS1 の製造ラインにおける工程管理システ
ムを設計試作し，各行程における素子の電気的特'性を逐次自動的に測定し，シークェンス制御を行え
る自動検査システムを完成した。
以上のように本論文は，超 LS1 の高性能化，高信頼度化をめぐる材料科学に多くの新知見をもたら
すとともに， LS1 の高品質量産技術の進歩に貢献するところ大きく，博士(工学)の学位論文として
価値あるものと認めるo
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